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(57) Abstract: The invention relates to a method for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids, comprising the following 
steps: an at least partly closed space (1) containing a wafer/hybrid-receiving unit (10) is provided for receiving a semiconductor wafer 
and/or hybrid; and a dry fluid is directed through the wafer/hybrid-receiving unit (10) in order to temper the wafer/hybrid-receiving 
unit (10), at least part of the fluid leaving the wafer/hybrid-receiving unit (10) being used for conditioning the atmosphere inside the 
space (1). Also disclosed is a corresponding device for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Vertiffentlicht: 

— mit Internationale m Recherchenbericht 

- — vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 

Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 

eintreffen 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hy- 
briden mit den Schritten: Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hyb- 
rid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrids; und Leiten eines trockenen Fluids durch die 
Wafer/Hybrid- Auf nahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aumahmeeinrichtung (10); wobei zumindest ein Teil 
des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der Atmosphare innerhalb des Raums (1) 
verwendet wird. Die Erfindung schafft auch eine entsprechende Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder 
Hybriden. 
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Verfahren und Vorrichtunq zur Konditionierunq von Halblei- 
terwafern und/oder Hybriden 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwaf ern 
und/oder Hybriden. 

Bekannterweise werden Testraessungen an Halbleiterwaf ern ty- 

pischerweise in einem Temperaturbereich zwischen -200 °C und 

+400 °C durchgef uhrt . Zur Temperierung wird ein Halbleiter- 

wafer auf einen Probertisch gelegt, der entsprechend der 

Soll-Temperatur gekuhlt und/oder beheizt wird, Dabei ist 

darauf zu achten, dass die Temperatur des Halbleiterwaf ers 

nicht unter den Taupunkt des umgebenden gasformigen Mediums 

* 

gerat, da sonst eine Kondensation von Feuchtigkeit auf der 
Waferoberf lache bzw. eine Vereisung auftritt, welche die 
Testmessungen behindert bzw. unmoglich macht. 

Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
Konditionierungsvorrichtung zur Erlauterung der Problema- 
tic welche der vorliegenden Erfindung zugrunde liegt. 

In Fig. 4 bezeichnet Bezugszeichen 1 einen Raum in einem 
Behalter 5, in dem ein temperierbarer Probertisch 10 vorge- 
sehen ist, auf den (nicht gezeigter) ein Halbleiterwaf er zu 
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Testzwecken aufgelegt werden kann. Das Volumen des Behal- 
ters 5 liegt ublicherweise zwischen 400 und 800 Litem. 

Der Raum 1 ist im wesentlichen durch die Wande des Behal- 
ters 5 geschlossen, welche Durchf iihrungen ftir elektrische 
Leitungen und Medienversorgungsleitungen sowie ggf . Durch- 
ftihrungen ftir extern anzubringende Sonden aufweisen, mit 
denen die Testmessungen gezeigten Halbleiterwaf er durchzu- 
fuhren sind. Der Raum 1 muss durch den Behalter 5 aller- 
dings abhangig vora Anwendungsf all nicht hermetisch abge- 
schlossen sein, muss aber zumindest soweit geschlossen, 
dass ein ungewunschtes Eindringen von feuchter Umgebungs- 
luft durch Aufbau eines irineren Uberdrucks verhindert wer- 
den kann. 

Der Probertisch 10 (auch Chuck genannt) weist eine thermi- 
sche Isolation 15 auf , uber die er mit einem ublicherweise 
beweglichen Fuli 20 verbunden ist. Ein entsprechender nicht 
gezeigter Bewegungsmechanismus weist in der Regel eine Ver- 
stellbarkeit in Y- und Z-Richtung auf. Falls sich der 

Bewegungsmechanismus nicht in dem Behalter befindet, ist 
zwischen Fuli und Behalter eine Dichtung anzubringen. 

Des weiteren ist in dem Probertisch 10 eine Heizeinrichtung 
90 integriert/ die von aulien mit elektrischem Strom zum 
Heizen versorgt werden kann und die eine nicht gezeigte 
Temperatursonde auf weist . 
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Bezugszeichen 100 bezeichnet einen Taupunktsensor, mittels 
dem der Taupunkt innerhalb des Behalters 5 ermittelbar ist 
und die ein entsprechendes Signal nach aufierhalb des Behal- 
ters 5 an einen Monitor 101 liefern kann. Der Taupunktsen- 
sor 100 dient insbesondere zur Sicherheit beim Offnen des 
Gerats, damit z.B. ein Gegenheizen erfolgen kann, urn eine 
Betauung zu vermeiden. 

Weiterhin vorgesehen im Behalter sind Ausstromelemente 30 
(oBdA. sind nur zwei gezeigt) , uber die von auflerhalb liber 
eine Leitung rl getrocknete Luft oder ein ahnliches Fluid, 
wie z.B. Stickstoff, in den Behalter eingefuhrt werden 
kann, um feuchte Umgebungsluf t aus dem Behalter 5 auszu- 
treiben. Diese Luft wird zunachst extern uber eine Leitung 
rOO an einen Lufttrockner 3 zugefuhrt und dann in die Lei- 
tung rl eingespeist. 

Eine separate Einheit, welche mit dem Behalter 5 iiber eine 
entsprechende elektrische Leitungen 11 und eine Medienver- 
sorgungsleitung r2 verbunden ist, ist das Temperatursteuer- 
rack 2, welches folgende Einrichtungen aufweist. 

Mit Bezugszeichen 80 ist ein Temperatur-Controller bezeich- 
net, der durch Beheizen der Heizeinrichtung 90 die Tempera- 
tur des Probertisches 10 regeln kann, wobei der Probertisch 
10 gleichzeitig oder alternativ mit Luft zur Kuhlung durch- 
spiilbar ist, wie unten naher erlautert wird. 
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Bezugszeichen 70 bezeichnet eine Temperierungseinrichtung, 
der uber die Leitungen rO und il trockene Luft z.B. aus ei- 
ner Gasflasche oder auch aus einem Lufttrockner zugefuhrt 
wird und die einen Warmetauscher 95 aufweist, der mit Kiihl- 
aggregaten 71, 72 verbunden ist, durch die er auf eine vor- 
bestimmte Temperatur bringbar ist. 

Die liber die Leitungen rO , il zugefuhrte trockene Luft wird 
durch den Warmetauscher 95 geleitet und anschliefiend iiber 
die Versorgungsleitung r2 in den Behalter 5 zum Probertisch 
10 gefiihrt, den sie durch entsprechende nicht gezeigte 
Kiihlschlangen bzw. Kuhlrohre durchquert. Ober die Leitung 
r3 verlasst die trockene Luft, welche den Probertisch 10 
gekiihlt hat, denselben und wird aus dem Behalter 5 heraus 
an die Atmosphare geleitet. 

Oblicherweise wird die trockene Luft, welche zur Konditio- 
nierung der Atmosphare in dem Behalter 5 uber die AusstrSm- 
elemente 30 in den Behalter 1 geleitet wird, auf Raumtempe- 
ratur gehalten, so dass lediglich die Oberflache des Pro- 
bertisches 10 auf der gewunschten Messtemperatur, bei- 
spielsweise -20°C, gehalten wird, die iibrigen Elemente in 
dem Behalter 5 jedoch ungefahr auf Raumtemperatur sind. Aus 
dem Behalter 5 heraus stromt diese iiber die Ausstromelemen- 
te 30 zugefuhrte trockene Luft durch nicht gezeigte Ritzen 
bzw. Spalte oder eine separate Auslassleitung . 

Als nachteilhaft bei dieser bekannten Vorrichtung zum Kon- 
ditionieren von Halbleiterwaf ern hat sich die Tatsache her- 
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ausgestellt, dass ein relativ hoher Verbrauch an getrockne- 
ter Luft auftritt, da diese einerseits zum Konditionieren 
der Atmosphare und andererseits zum Kuhlen des Proberti- 
sch'es 10 durch den Behaiter 5 an die Atmosphare geblasen 
wird. Somit ist der Verbrauch an getrockneter Luft relativ 
hoch. Auch bewirkt ein Ausfall des Luf ttrockners 3 ein so- 
fortiges Vereisen des getesteten Wafers bei entsprechenden 
Temperaturen . 

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur Konditionierung von Halb- 
leiterwafern und/oder Hybriden anzugeben, welche eine effi- 
zientere Konditionierung erm5glichen . 

Das erf indungsgemafie Verfahren mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 bzw. die entsprechende Vorrichtung nach Anspruch 
9 weisen gegeniiber dem bekannten Losungsansatz den Vorteil 
auf , dass eine effiziente Ausnutzung des trockenen Gases 
moglich ist, beispielsweise der getrockneten Luft- Weitere 
Vorteile liegen in der hohen Betriebssicherung und in der 
Garantie der Eisfreiheit bzw. Kondensationsf reiheit , da die 
die Waf er/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung verlassende trockene 
Luft stets unterhalb des Taupunktes der an der Wafer/ Hyb- 
rid-Auf nahmeeinrichtung anliegenden Temperatur ist. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee be- 
steht darin, dass zumindest ein Teil des die Waf er/Hybrid- 
Aufnahmeeinrichtung verlassenden Gases zum Konditionieren 
der Atmosphare innerhalb des Raums verwendet wird. Bei der 
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vorliegenden Erfindung wird also Kiihlluft gleichzeitig zu- 
mindest teilweise als Trockenluft verwendet. Es ist vor- 
teilhaft, wenn der Teil des Gases zunachst temperiert wird 
und dann innerhalb des Rauitis ausstr$men gelassen wird. 

Z.B. wird der Teil aulierhalb eines Behalters temperiert und 
dann dem Behalter wieder zugefiihrt. Ein besonderer Vorteil 
dieses Beispiels liegt darin, dass eine hohere Kiihleffi- 
zienz durch eine entsprechende Ruckfuhrung der Luft vom 
Probertisch nach aulierhalb des Behalters ermoglicht wird. 
Mit anderen Worten kann die riickgef uhrte gekuhlte Luft zu- 
satzlich entweder zur Vorkuhlung der eingespeisten trocke- 
nen Luft oder zur Kuhlung bestimmter Aggregate verwendet 
werden, und nicht nur zur Ktihlung der Wafer/Hybrid- 
Auf nahmeeinrichtung . 

Es ist aber auch alternativ oder zusatzlich moglich, dass 
ein Teil des Gases unmittelbar nach dem Verlassen des Pro- 
bertischs innerhalb des Behalters ausstromen gelassen wird. 
Da ein direktes Ausstromenlassen nicht bei alien Temperatu- 
ren zweckmaJiig ist, sollte ein entsprechendes Regulierven- 
til fur diesen Teil des Gases vorgesehen sein. 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbil- 
dungen und Verbesserungen des betreffenden Gegenstandes der 
Erfindung. 

Gemass einer bevorzugten Weiterbildung weist die Leitungs- 
einrichtung eine erste Leitung, iiber die das Fluid von au- 



WO 03/088323 





PCT/EP03/03937 



- 7 - 



lierhalb des Raums in die Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung 
leitbar ist, eine zweite Leitung, iiber die das Fluid aus 
der Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung nach aufierhalb des 
Raums leitbar ist, und eine dritte Leitung, iiber die das 
Fluid von auiierhalb des Raums in den Raum ruckfuhrbar ist, 
auf. Zwischen der zweiten und dritten Leitung ist eine Tern- 
perierungseinrichtung vorgesehen . 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind am En- 
de der dritten Leitung Ausstromelemente vorgesehen, 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
Leitungseinrichtung eine erste Leitung, liber die das Fluid 
von auflerhalb des Raums in die Waf er/Hybrid-Auf nahme- 
einrichtung leitbar ist, und eine vierte Leitung, iiber die 
das Fluid aus der Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung in den 
Raum leitbar ist, auf. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
Leitungseinrichtung eine zweite Leitung, iiber die das Fluid 
aus der Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung nach aufierhalb des 
Raums leitbar ist, eine dritte Leitung, iiber die das Fluid 
von auiierhalb des Raums in den Raum ruckfuhrbar ist, auf, 
Zwischen der zweiten und dritten Leitung ist eine Temperie- 
rungseinrichtung vorgesehen, 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist ein 
Ventil zum stromungsmengenmafligen Regulieren der vierten 
Leitung vorgesehen. 
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Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
Temperierungseinrichtung eine Heizeinrichtung aufweist . 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
Temperierungseinrichtung einen Warmetauscher auf , dem zu- 
mindest ein Teil des den Raum verlassenden Fluids zuleitbar 
ist • 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung dient der 
Warmetauscher zum Vorkuhlen des zugefiihrten Fluids. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die 
Leitungseinrichtung derart gestaltet ist, dass der den War- 
metauscher verlassende Teil zumindest teilweise zum Kondi- 
tionieren der Atmosphare in den Raum ruckfiihrbar ist. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist eine 
weitere Leitung vorgesehen ist, iiber die zusatzlich trocke- 
nes Fluid direkt von aulierhalb des Raums in den Raum leit- 
bar ist. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der 
Raum durch einen Behalter im wesentlichen geschlossen. 

Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert . 
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Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten Aus- 

f uhrungsf orm der erf indungsgemaften Konditionie- 
rungsvorrichtung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten Aus- 

f uhrungsf orm der erf indungsgemalien Konditionie- 
rungsvorrichtung; 

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht einer dr it- 
ten Ausfuhrungsf orm der erf indungsgemalien Kondi- 
tionierungsvorrichtung; 

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht einer vier- 

ten Ausfuhrungsf orm der erf indungsgemalien Kondi- 
tionierungsvorrichtung; und 

Fig. 5 eine schematische Querschnittsansicht einer Kon- 

ditionierungsvorrichtung zur Erlauterung der 
Problematik, welche der vorliegenden Erfindung 
zugrunde liegt. 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche o- 
der f unktionsgleiche Bestandteile. 



Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten 
Ausfuhrungsf orm der erf indungsgemafien Konditionierungsvor- 
richtung. 
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Im folgencien werden zur Vermeidung von Wiederholungen Kom- 
ponenten nicht erneut beschrieben, die bereits oben im Zu- 
sammenhang mit Fig. 5 beschrieben wurden. 

Mit Bezugszeichen 80* ist ein modif izierter Temperatur- 
Cont roller bezeichnet, der nicht nur durch Beheizen der 
Heizeinrichtung 90 die Temperatur des Probertisches 10 re- 
gain kann, sondern auch iiber eine Leitung 12 mit dem Tau- 
punktsensor 100 gekoppelt ist und so ein automatisches Ge- 
genheizen bei einer Betauungs-/ Vereisungsgef ahr einleiten 
kann. 

Bei der ersten Ausf uhrungsf orm gemass Fig. 1 ist in der 
Temperierungseinrichtung 70 zusatzlich eine Heizeinrichtung 
105 integriert, welche nicht in direktem Kontakt mit dem 
Warmetauscher 95 steht. Anstatt an der Umgebungsatmosphare 
zu enden, ist die Leitung r3 zur Heizeinrichtung 105 gelei- 
tet, so dass die den Probertisch 10 verlassene trockene 
Luft gleichsam zum Temperatursteuerrack 2 zuriickgef uhrt 
wird und nach Durchlaufen der Heinzeinrichtung 105 iiber die 
Leitung r4 wieder zum Behalter 5 geleitet, in dem sie durch 
Ausstromelemente 40 zum Konditionieren der Atmosphare in 
dem Raum 1 ausstromt. 

Bezugszeichen 4 bezeichnet einen Temperatursensor zur Er- 
fassung der Temperatur im Raum 1, der ein entsprechendes 
Temperatursignal TS an die Temperierungseinrichtung 70 lie- 
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fert, welches zur Regelung der Temperatur mittels der Heiz- 
einrichtung 105 verwendet wird. 

Durch diese Anordnung kann die getrocknete Luft eine Dop- 
pelfunktion erftillen, namlich zuerst die Kuhlung des Pro- 
bertisches 10 und danach die Konditionierung der Atmosphare 
des Raums 1, bevor sie durch Offnungen des Behalters 5 wie- 
der an die Umgebungsatmosphare gefuhrt wird, und somit ef- 
fektiver verwendet werden. 

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten 
Ausf Uhrungsf orm der erf indungsgemalien Konditionierungsvor- 
richtung. 

Bei der zweiten Ausf iihrungs form gemSss Fig. 2 zweigt von 
der Leitung r2 unmittelbar vor dem Probertisch 10 eine Lei- 
tung r5 ab, welche ebenfalls durch den Probertisch 10 in 
Form von einer Kuhlschlange bzw. einem Kuhlrohr geleitet 
wird f aber dann den Probertisch 10 an einer anderen Stelle 
verlasst als die Leitung r3 und von dort aus liber ein steu- 
erbares Auslassventil 45 die entsprechende getrocknete Luft 
direkt in den Behalter 5 nach dem Verlassen des Proberti- 
sches 10 leitet. 

Da dies bei sehr tiefen Temperaturen bei bestimmten Anwen- 
dungen zu Problemen flihren konnte, ist diese Option des 
Leitens des trockenen Gases uber die Leitung r5 in den Be- 
halter 1 durch das Auslassventil 45 regulierbar. Die Regu- 
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lierung kann in tiblicher Weise, beispielsweise ferngesteu- 
ert oder drahtgesteuert , erfolgen. 

Ansonsten ist die zweite Ausf uhrungsf orm gleich aufgebaut 
wie die oben beschriebene erste Ausf uhrungsf orm. 

Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
dritten Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemafien Konditionie- 
rungsvorrichtung . 

Mit Bezugszeichen 80^ ist ein weiter modif izierter Tempera- 
tur-Controller bezeichnet, der auch die Temperierungsein- 
richtung 7 0 tiber die Steuerleitung ST steuert und somit die 
Rolle einer Zentraltemperatursteuerung spielt. 

Bei der dritten Ausf uhrungsf orm gemass Fig, 3 wird ein Teil 
der tiber die Leitung r3 zuruckgef iihrten trockenen Luft vor 
der Heizeinrichtung 105 liber eine Leitung i3 abgezweigt und 
durch den Warmetauscher 95 geleitet, wo sie genau so wie 
die frisch liber die Leitungen rO, il zugefuhrte trockene 
Luft zur Abktihlung beitragt. Den Warmetauscher 95 verlasst 
die trockene Luft tiber die Leitung i4 und wird unmittelbar 
hinter der Heizeinrichtung 105 mit der Luft zusammenge- 
fiihrt, welche durch die Heizeinrichtung 105 geflossen ist. 
Vom entsprechenden Knotenpunkt wird diese trockene Luft ge- 
nau wie bei der ersten Ausf uhrungsf orm tiber die Leitung r4 
und die Ausstromelemente 4 0 in den Behalter 5 zur Konditio- 
nierung dessen Atmosphare geleitet. 
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Weiterhin sieht diese Ausf iihrungsf orm ein steuerbares 
Mischventil 46 und eine Bypassleitung rlO vor, durch die 
der Warmetauscher 95 umgangen werden kann. 

Der besondere Vorteil bei dieser Ausf iihrungsf orm ist, dass 
eine „Restkalte" der getrockneten Luft, welche vom Prober- 
tisch 10 zurtickf lielit , zur Abkiihlung des Warmetauschers ge- 
nutzt werden kann und gleichzeitig erwarmt in den Behalter 
5 zuriickgef uhrt werden kann. 

Ansonsten ist die zweite Ausf uhrungs form gleich aufgebaut 
wie die oben beschriebene erste Ausf tihrungs form. 

Fig* 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
vierten Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemafien Konditionie- 
rungs vorrichtung . 

Bezugszeichen 85 In Fig. 4 bezeichnet einen zusatzlichen 
Gastemperatur-Controller, dem tiber Leitungen rO, i2 trocke- 
nes Gas, beispielsweise getrocknete Luft, von derselben 
Gasquelle wie derjenigen des Warmetausches 95 zugefiihrt 
wird, welche dieser auf eine vorbestimmte Temperatur bringt 
und dann liber die Leitung rl liber die Ausstromelemente 30 
in das Innere des Behalters 5 leitet. 

Die direkte Zufuhrung getrockneter Luft iiber die Ausstrom- 
elemente 30 in den Behalter 5 ist bei dieser Ausfuhrungs- 
form also noch zusatzlich vorgesehen, kann aber abschaltbar 
gestaltet werden, wenn die Durchf lussmenge durch den Pro- 
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bertisch 10 vollstandig zur Konditionierung der Atmosphare 
innerhalb des BehSlters 5 ausreicht. 

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevor- 
zugter Ausf iihrungsbeispiele beschrieben wurde, 1st sie dar- 
auf nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise modifi- 
zierbar . 

Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass die obigen Aus- 
fuhrungsbeispiele selbstverst^ndlich miteinander kombinier- 
bar sind. Auch konnen zusatzliche Leitungsverbindungen bzw. 
Regulierventile fiir die jeweilige Gasstromung vorgesehen 
werden, welche manuell oder elektrisch steuerbar sind. 

Zudem lasst sich die Restkalte des rQckgef tihrten Gases 
nicht nur zur Kuhlung des Warmetauschers 95 verwenden, son- 
dern auch zur Kuhlung beliebiger anderer Aggregate bzw. 
Warmetauscher, bevor sie wieder dem Behalter 5 zugefuhrt 
wird. 

Auch ist die Erfindung nicht auf gasformige getrocknete 
Luft beschrankt, sondern prinzipiell auf beliebige Fluide 
anwendbar . 

Weiterhin ist die Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung nicht 
auf einen Probertisch bzw. Chuck beschrankt , sondern belie- 
big variierbar, z.B. als Klairnnereinrichtung o.a. 
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PATENTANS PRUCHE 

1. Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwaf ern 
und/oder Hybriden mit den Schritten: 

Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums 
(1) mit einer darin befindlichen Waf er/Hybrid-Auf nahme- 
einrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwaf ers 
und/oder Hybrids; und 

Leiten eines trockenen Fluids durch die Waf er/Hybrid- 
Auf nahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Waf er/Hybrid- 
Auf nahmeeinrichtung (10) ; 

wobei zumindest ein Teil des die Waf er/Hybrid-Auf nahme- 
einrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der 
Atmosphare innerhalb des Raums (1) verwendet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Raum (1) durch einen Behalter (5) im wesentlichen 
geschlossen ist. 



WO 03/088323 





PCT/EP03/03937 



- 16 - 



3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Teil zunachst temperiert wird und dann inner- 
halb des Raums (1) ausstromen gelassen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Teil aulierhalb des Raums (1) temperiert 
wird und dann dem Raum (1) wieder zugefuhrt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Teil unmittelbar nach dem Verlassen der Wafer/ 
Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) innerhalb des Raums (1) 
ausstromen gelassen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein erster Teil des den Probertisch (10) verlassenden 
Fluids zunachst temperiert wird und dann innerhalb des 
Raums (1) ausstromen gelassen wird und ein zweiter Teil un- 
mittelbar nach dem Verlassen der Wafer /Hybrid- 
Aufnahmeeinrichtung (10) innerhalb des Raums (1) ausstromen 
gelassen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest einer vom ersten und zweiten Teil stromungs- 
mengenmaftig regulierbar ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 

■ 

dass der Teil dadurch temperiert wird, dass er zur Vorkuh- 
lung, insbesondere zur Vorkiihlung des Fluids, aufierhalb des 
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Raums (1) verwendet wird, bevor er innerhalb des Raums (1) 
ausstromen gelassen wird. 

9. Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwaf ern 
und/oder Hybriden mit: 

einem zumindest teilweise geschlossenen Raum (1) mit einer 
darin befindlichen Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung (10) 
zur Aufnahme eines Halbleiterwaf ers und/oder Hybrides; und 

einer Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, 13, i4) zum Lei- 
ten eines trockenen Fluids durch die Waf er/Hybrid- 
Auf nahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Waf er/Hybrid- 
Auf nahmeeinrichtung (10) und zum Leiten zumindest ein Teil 
des die Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung (10) verlassenden 
Fluids in den Raum (1) zum Konditionieren der Atmosphare in 
dem Raum (1) . 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) auf- 
weist : 

eine erste Leitung (r2), iiber die das Fluid von aufierhalb 
des Raums (1) in die Waf er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung (10) 
leitbar ist; 

eine zweite Leitung (r3), tiber die das Fluid aus der Wa- 
f er/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung (10) nach aufierhalb des 
Raums (1) leitbar ist; und 
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eine dritte Leitung (r4) , iiber die das Fluid von aufterhalb 
des Raums (1) in den Raum (1) riickfuhrbar ist; 

wobei zwischen der zweiten und dritten Leitung (r3, r4) ei- 
ne Temperierungseinrichtung (70; 70, 80* y ) vorgesehen ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeichnet , 
dass am Ende der dritten Leitung (r4) Ausstromelemente (40) 
vorgesehen sind. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, 13, i4) auf- 
weist: 

eine erste Leitung (r2) , tiber die das Fluid von aulierhalb 
des Raums (1) in die Wafer /Hybrid- Auf nahmeeinrichtung (10) 
leitbar ist; und 

eine vierte Leitung (r5) , iiber die das Fluid aus der Wa- 
fer/Hybrid-Auf nahmeeinrichtung (10) in den Raum (1) leitbar 
ist . 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12 , dadurch gekennzeichnet, 
dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) auf- 
weist : 
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eine zweite Leitung (r3) , fiber die das Fluid aus der Wa- 
fer /Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) * nach aufierhalb des 
Raums (1) leitbar ist; und 

eine dritte Leitung (r4), liber die das Fluid von aulierhalb 
des Raums (1) in den Raum (1) riickfiihrbar ist; 

wobei zwischen der zweiten und dritten Leitung (r3, r4) ei- 
ne Temperierungseinrichtung (70; 70, 80 x> ) vorgesehen ist. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet , dass ein Ventil (45) zum stromungs- 
mengenmafiigen Regulieren der vierten Leitung (r5) vorgese- 
hen ist. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 10 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Temperierungseinrichtung 
(70; 70, 80* A ) eine Heizeinrichtung (105) aufweist. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Temperierungseinrichtung 
(70; 70, 80 yy ) einen Warmetauscher (95) aufweist, dem zu- 
mindest ein Teil des den Raum (1) verlassenden Fluids zu- 
leitbar ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Warmetauscher (95) zum Vorkiihlen des zugefuhrten 
Fluids dient. 
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18. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) der- 
art gestaltet ist, dass der den Warmetauscher (95) verlas- 
sende Teil zumindest teilweise zum Konditionieren der Atmo- 
sphare in den Raum ruckfiihrbar ist. 

19. Vorrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine weitere Leitung (rl) vorgesehen 
ist, tiber die zusatzlich trockenes Fluid direkt von auISer- 
halb des Raums (1) in den Raum (1) leitbar ist. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Raum (1) durch einen Behalter (5) 
im wesentlichen geschlossen ist. 
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